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摘要(译)

本发明提供了一种阵列基板的制作方法、阵列基板及显示装置，该阵列
基板的制作方法包括：在衬底基板上方形成第一金属薄膜；对所述第一
金属薄膜进行图案化处理，在所述衬底基板的第一区域上方形成阴极的
图形，在所述衬底基板的第二区域上方形成栅极的图形。本发明通过一
次构图工艺将发光二极管的阴极层与薄膜晶体管的栅极层同时形成在衬
底基板的不同区域，能够减少阵列基板制作工艺的复杂度和工艺时间，
简化有机电致发光面板的制作工序，降低制作成本。
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